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plasmonische Koppelstrukturen
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Beschreibung: Der Stromtransport durch metallische Intrachip-Verbindunen
unterliegt physikalischen Beschrankungen, die einer fortschreitenden Minia-
turisierung Grenzen setzen. Photonische Ubertragungsstrecken wiederum
sind dadurch ausgezeichnet, dass sich die Strukturen nicht unterhalb A/2,
wobei A die Wellenlange des Lichts ist, verkleinern lassen. Fiir Intrachip-Ver-
bindungen werden daher plasmonische Anregungen (elektromagnetische
Wellen entlang der Grenzflache zwischen Metall und Dielektrikum) erforscht.
Zur Verwendung mit bestehenden Logik-Bauelementen ist jedoch eine effi-
ziente Konversion von Plasmonen in elektrische Signale und umgekehrt not-
wendig. Am IHT sollen daher plasmonische Anregungen in bestehende Bau-
elemente eingebracht werden, um in einem ersten Schritt elektrische Detek-
tion von Plasmonen nachzuweisen. Hierzu sollen die Plasmonen in die Grenz-
flache zwischen Aluminium-Zuleitungen und unterliegender SiO,-Schicht von
Ge-PIN-Dioden eingebracht werden, dies soll zundchst optisch durch Ein-
kopplung mittels eines Gitters geschehen.

Ziel der Bachelorarbeit ist
AW es, eine Prozessfolge zu ent-
( wickeln, plasmonische Kop-
'8 pelstrukturen mittels Elek-
|| tronenstrahllithografie in
8 Aluminium zu strukturieren.
Dies umfasst unter anderem
Untersuchungen zur erreich-
baren Auflésung in unter-
schiedlichen Lacken und zur
Atzbestindigkeit der in der
Elektronenstrahllithografie
verwendeten Lacke.

Aluminium-Kontaktschicht einer am IHT hergestellten PIN-
Diode.

Hierbei besteht die Moglichkeit, Halbleiterprozesstechnologie, Elektronen-
strahllithografie zu erlernen und eigenstandig durchzufihren. Spezielle
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, experimentelles Geschick ist jedoch von

Vorteil.
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